
Obnovení põirozené
krásy.

Díky lithium 
disilikátu



10.0kV 15.0mm x3.00k SE(M,HA) 10.0um

GC Initial™ LiSi Press 
RevoluËní presovací keramika
Põedstavte si presovací keramiku, která põekonává všechny existující materiály.
Põedstavte si presovací keramiku, která je pevnêjší, trvanlivêjší, lépe vypadá 
a výraznê šetõí Ëas strávený v laboratoõi.

První lithium disilikátová keramika 
s HDM technologií 

High Density Micronization

GC Initial™ LiSi Press je první lithium disilikátový keramický 
ingot s technologií High Density Micronization (HDM), spe-
cifickou pro GC, která mu dodává nepõekonatelné fyzikální 
vlastnosti a põirozený vzhled, kterému se nevyrovná žádná 
keramika dostupná v souËasné dobê na trhu. HDM využívá 
rovnomêrnê rozptýlených lithium disilikátových mikrok-
rystalkû k vyplnêní celé sklenêné matrice spíše než tradiËní 
vêtší krystaly, jež nevyužívají všech výhod matricové struktury. Výsledkem je dokonalá 
kombinace pevnosti a estetiky, díky níž je GC Initial™ LiSiPress vhodná pro všechny 
typy dostaveb napõíË všemi úrovnêmi transparence. A co je nejdûležitêjší - 
technologie HDM pomáhá zajistit trvanlivost výsledného produktu bez deformací 
nebo snížení kvality, a to i po mnoha vypalováních.
GC Initial™ LiSi Press má extrémnê vysokou hustotu díky
• vylepšeným složkám,
• vlastní inovativní technologii výroby (technologii HDM).

HDM - High Density Micronization
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Hustota krystalkû

Velikost krystalkû

Tvar krystalkû



KoneËnê! 
Lithium disilikátová keramika svým 

vzhledem i pevností odpovídá 
nároËným požadavkûm technikû 

zcela bez kompromisû.



Presování pro krásný úsmêv
Materiál GC Initial™ LiSi Press je vylepšený tak, aby byl použitelný v 
kombinaci se zbytkem rodiny GC Initial™ vËetnê již ovêõené fazetovací 
keramiky GC Initial™ LiSi a GC Initial™ Lustre Pastes NF - našimi 
univerzálními 3D dobarvovaËi, a tím umožñuje dosažení ještê estetiËtêjších 
výsledkû u nejširšího spektra možných indikací. Navíc použijete-li GC 
Initial™ LiSi Press s naším duálnê tuhnoucím adhezivním pryskyõiËným 
cementem G-CEM LinkForce™, docílíte výjimeËnê pevné a trvanlivé vazby.

Zamilujte si tyto vlastosti 
GC Initial™ LiSi Press: 
• Nepõekonatelná pevnost v ohybu
• Nebývalé estetické výsledky
 - Sytêjší, teplejší a jasnêjší barvy s excelentní fluorescencí
 - Põedvídatelná stálost materiálu a barvy i po opakovaném vypalování
 - Optimalizována k použití v kombinaci s fazetovací keramikou 
  GC Initial™ LiSi a pastami GC Initial™ Lustre Pastes NF
• SkuteËná úspora Ëasu
• Nižší rozpustnost oproti jiným põedním znaËkám - trvalý lesk
• Põátelská k antagonistûm a odolná vûËi otêru
• Témêõ žádná reakËní vrstva põi vyjímání - Ëistêjší lisování
 - Snadné vyjmutí vrstvy pomocí opískování povrchu sklenênými 
  perlami - bez použití kyseliny fluorovodíkové
• Jednoduchý proces uËení
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Nepõekonatelné fyzikální vlastnosti!

Nepõekonatelná pevnost v ohybu
Pevnost põi víceosém ohybu lisovatelné keramiky

Nižší rozpustnost
Míra rozpustnosti pro každý ze vzorkû pod 4 obj. % kyseliny octové 

Odolnost vûËi otêruPõátelská vûËi antagonistûm a odolná vûËi otêru
Hloubka abraze materiálu po 400 000 tõecích pohybechHloubka abraze antagonisty HAp po 400 000 tõecích pohybech

Výsledky interního zkoušení oddêlením pro výzkum 
a vývoj GC dle ISO6872:2015 (data na vyžádání)
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Bêžná lithium disilikátová 
presovací keramika

Ve srovnání s bêžnou 
lithium disilikátovou 
presovací keramikou

Bêžná lithium disilikátová 
presovací keramika

Bêžná lithium disilikátová 
presovací keramika

Proti  
Initial™ LiSi Press
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1/5 rozpustnosti bêžné 
lithium disilikátové 
presovací keramiky

NÍZKÉ 
OPOTÕEBENÍ
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LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
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GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

MO-0 MO-1 MO-2

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
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GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
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GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
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GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60

Th
is

 c
ha

rt
 is

 in
te

nd
ed

 a
s 

a 
re

fe
re

nc
e 

gu
id

e 
on

ly

GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

GC Initial™ LiSi Press – High Translucency

HT-EXW HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
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GC Initial™ LiSi Press – Medium Translucency

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

GC Initial™ LiSi Press – Low Translucency

LT-A LT-B LT-C LT-D

GC Initial™ LiSi Press – Medium Opacity

MO-0 MO-1 MO-2

MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

w

LT-B00 LT-B0 LT-A1 LT-A2 LT-A3 LT-B1 LT-B2 LT-C1 LT-C2 LT-D2

JedineËná estetika
Výbêr odstínû
• Jednoduché seõazení odstínû  
• Snížení zásob a nákladû
• Adaptovatelná pro vysoce estetické dostavby

Dostupná ve 4 úrovních translucence

Trans. Bleach A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

HT HT-EXW HT-BLE HT-E58 HT-E59 HT-E60 HT-E57 HT-E59 HT-E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59

MT MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

LT LT-B00 LT-B0 LT-A1 LT-A2 LT-A3 LT-B1 LT-B2 LT-C1 LT-C2 LT-D2

LT-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D

MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

Low Translucency (LT) - dobarvení nebo vrstvení 
Ingoty s nízkou translucencí, které vycházejí z V-Shade systému. 
Ideální k dobarvování nebo cut-back techniku s GC InitialTM LiSi.

Low Translucency (LT-IQ) - koncept one-body A, B, C, D nebo vrstvení
Põiõazení kompaktních barev dle konceptu one-body.

Medium Opacity (MO) - vrstvení
Silná fluorescence umožñuje reprodukovat živoucí vnímání 

barvy põi fazetování keramikou GC Initial LiSi.

High Translucency (HT) - náhrada skloviny
Prûsvitnost nejlépe odpovídající põirozené sklovinê, 

v ústech nevypadá tmavê (nízká hodnota).

Medium Translucency (MT) - presování a barvení 
Odstíny Vita põiõazené k teplým barvám keramických 

materiálû rodiny GC Initial.



Zpracování a indikace

Snímky poskytl MDT. Quini G., Španêlsko

Snímky poskytl MDT. D. Ibraimi, Švýcarsko

Technika zpracování Indikace

Technika 
barvení

Technika 
Cut-back

Technika 
vrstvení

Fazety Inleje Onleje Korunky
TõíËlenné 
mûstky

HT • • • •

MT • • • • • • •

LT • • • •

LT-IQ • • • •

MO • • •



MO-0 CLF + FD-91 FD-93 + IN-44 CL-F D-A2 + EOP + E-58 + TOHT-BLE

HT-E57

HT-E58

HT-E59

GC Initial™  
LiSi Press 

HT-Bleach 2

HT-Bleach 3

HT-Bleach 4

HT-Bleach 1

Põirozená svêtelná dynamika
Fluorescence zaËíná uvnitõ
MO-O vrstvená pomocí GC Initial™ LiSi

Snímky poskytl MDT. S. Maffei, Itálie

Snímky poskytl MDT. S. Roozen, Rakousko

Põirozená oplescence

Odraz svêtla Põenos svêtla

GC Initial™  
LiSi Press MT-A2

Bêžná lithium 
disilikátová presovací 

keramika MT-A2

Bêžná lithium 
disilikátová presovací 

keramika

Syté a jasnêjší barevné tóny



JedineËný estetický 
systémový põístup
Optimalizovaná pro použití spoleËnê s fazetovací keramikou 
GC Initial™ LiSi a pastami GC Initial™ Lustre Pastes NF, 
dodá vêtší živost vašim presovaným korunkám!

Snímky poskytl MDT. M. Brüsch, Nêmecko



0.15mm

0.30mm
0.50mm

1.00mm 200µm200µm
Initial LiSi Press

89 80
95 87

3 2

10.0kV 16.5 x1.00k SE(M,HA) 50.0um 10.0kV 16.4 x1.00k SE(M,HA) 50.0um

Stálost i po mnohonásobném 
vypálení

Initial LiSi Press Bêžná lithium disilikátová presovací keramika

Initial LiSi Press  
Põed vypálením

Initial LiSi Press  
Po vypálení

Põi simulaci okraje byl opakovanê vypálen vzorek s hranou. Ani po nêkolikerém vypálení nedošlo k pokõivení nebo 
prasknutí.

Výsledky po 5. vypálení (770°C 1 min, držet). Test provedl Masayuki Hoshi, RDT

Vynikající leštitelnost

Initial LiSi Press
Vyleštêný povrch (2. vyleštêní)

Bêžná lithium disilikátová presovací 
keramika (2. vyleštêní)

Postup:
Povrch každého výrobku vyleštête po naleptání 
NaF kartáËkem Robinson® Bristle Brush*a leštidlem 
Zircon Brite* za stejných podmínek (8 000 ot./min).

APF 30 min

Bêžná lithium disilikátová presovací keramika

Srovnání lesku po vyleštêní diamantovou pastou

1. vyleštêní 2. vyleštêní
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S GC LiSi PressVest vzniká pouze minimální reakËní vrstva, která 
je snadno odstranitelná sklenênými perlami. Není potõeba použít 
nebezpeËnou kyselinu fluorovodíkovou, ani oxid hliníku. KlíËovým 
prvkem v inhibici reakËní vrstvy je tekutina GC LiSi PressVest SR 
Liquid (pro zjemnêní povrchu), která se põed litím zlehka nastõíká 
na vnitõek odlitku.

Odlévání a presování 
GC LiSi PressVest

Odlévání je nyní tak snadné!

Použití je prostê 
jednodušší!

• Vysoká tekutost
• Dlouhá doba práce
• Stálá doba tuhnutí
• Pružnêjší doba vypalování
• Úspora Ëasu v laboratoõi
• Širší licí kanálky
• Lepší vnitõní adaptace
• Snadné vyjmutí reakËní vrstvy 
 - žádná kyselina fluorovodíková

Bêžná lithium disilikátová 
presovací keramika

Vytvoõená reakËní 
vrstva

Snímek poskytl MDT. M. Brüsch, Nêmecko

Initial LiSi Press



HL D6.1 x500 200um HL D7.8 x500 200um

Initial LiSi Press 

NL D4.5 x100 1mm NL D4.7 x100 1mm

Tajemství GC LiSi PressVest
Nižší výskyt a jednodušší odstrañování reakËní vrstvy

Hladké, Ëisté presování

Po použití jedineËného uvolñovacího Ëinidla 
v modelovacím prášku a GC LiSi PressVest SR 
Liquid vznikne mezera neboli “linie odtržení”, 
díky níž lze reakËní vrstvu snadno narušit.

Lití Presovací materiál Presovací materiál

Vytváõí “linii 
odtržení”

Pouze opískování
sklenênými

perlami

Opískování

Bêžný presovací 
materiál

Bêžné lití

Bêžná lithium disilikátová presovací keramika

ReakËní vrstva:
hybridní vrstva sestávající 
z licího a presovacího 
materiálu

LiSi PressVest SR Liquid  
se nastõíká na vnitõek korunky, 
ve kterém je zpravidla silnêjší 
reakËní vrtsva.

Bêžný presovací 
materiál

ReakËní vrstva Opískování



GC LiSi PressVest

Vysoká tekutost a dlouhý pracovní Ëas

Bêžná lithium disilikátová presovací keramika

1 min po namíchání 5 min po namíchání 1 min po namíchání 3 min po namíchání

Doba nutná k vložení odlitého modelu do vypalovací pece

20 min až 180 min

Odlitý model lze vložit do pece až na 160 minut.

30 min až 45 min

Po pece lze vložit nejpozdêji po 15 minutách.



Úspora Ëasu

Presování

Presování

Vyjmutí

Vyjmutí

Opískování 
sklenênými 

perlami

Opískování 
sklenênými 

perlami

Kyselina 
fluorovodíková

Pískování 
oxidem hliníku

Leštêní

Leštêní

Initial LiSi Press

Bêžná lithium disilikátová presovací keramika

Ušetõený Ëas: 15-20 minut.
Není nutné použít kyselinu fluorovodíkovou.



Initial LiSi Press
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Initial™ LiSi Press
GC G-CEM LinkForceTM

JedineËná okrajová integrita

Ideální okrajová integrita s Initial LiSi PressBêžná lithium disilikátová presovací keramika

Snímek poskytl CDT. A. Hodges, USA

Silná a trvanlivá pevnost vazby

Snímek poskytl MDT. S. Maffei, Itálie

Bêžná lithium 
disilikátová presovací 
keramika s põíslušným 
fixaËním cementem  
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TEPELNÝ CYKLUS 
* T.C. 0
** T.C. 5,000
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Nejslabší 
bod náchylný 
k odštípnutí  





Klinický põípad MDT. S. Maffei, Itálie

Klinický põípad MDT. O. Yildirim a Dr. S. Tavas, Turecko

Klinický põípad MDT. M. Bladen, Velká BritánieKlinický põípad MDT. P. Llobell, Francie

Klinický põípad MDT. C. De Gracia, Španêlsko Klinický põípad MDT. J-C Allègre a Dr. Rousselet/Image by Dino Li, Francie

Klinický põípad CDT. C. Fischer, Nêmecko

Klinický põípad MDT. B. Marais, USA Klinický põípad MDT. P. Brito, Portugalsko

Klinické põípady s keramickým systémem Initial™ LiSi

Klinický põípad MDT. Mirko Picone, Belgie



901448 GC Initial™ LiSi Press, MO-0, 3 g x 5

901449 GC Initial™ LiSi Press, MO-1, 3 g x 5

901450 GC Initial™ LiSi Press, MO-2, 3 g x 5

901428 GC Initial™ LiSi Press, HT-EXW, 3 g x 5

901429 GC Initial™ LiSi Press, HT-BLE, 3 g x 5

901430 GC Initial™ LiSi Press, HT-E57, 3 g x 5

901431 GC Initial™ LiSi Press, HT-E58, 3 g x 5 

901432 GC Initial™ LiSi Press, HT-E59, 3 g x 5

901433 GC Initial™ LiSi Press, HT-E60, 3 g x 5

901434 GC Initial™ LiSi Press, MT-B00, 3 g x 5

901435 GC Initial™ LiSi Press, MT-B0, 3 g x 5

901436 GC Initial™ LiSi Press, MT-A1, 3 g x 5

901437 GC Initial™ LiSi Press, MT-A2, 3 g x 5

901438 GC Initial™ LiSi Press, MT-A3, 3 g x 5

901439 GC Initial™ LiSi Press, MT-B1, 3 g x 5

901440 GC Initial™ LiSi Press, MT-B2, 3 g x 5

901441 GC Initial™ LiSi Press, MT-C1, 3 g x 5

901442 GC Initial™ LiSi Press, MT-C2, 3 g x 5

901443 GC Initial™ LiSi Press, MT-D2, 3 g x 5

901444 GC Initial™ LiSi Press, LT-A, 3 g x 5

901445 GC Initial™ LiSi Press, LT-B, 3 g x 5

901446 GC Initial™ LiSi Press, LT-C, 3 g x 5

901447 GC Initial™ LiSi Press, LT-D, 3 g x 5

901541 GC Initial™ LiSi Press, LT-B00, 3 g x 5

901542 GC Initial™ LiSi Press, LT-B0, 3 g x 5

901538 GC Initial™ LiSi Press, LT-A1, 3 g x 5

901539 GC Initial™ LiSi Press, LT-A2, 3 g x 5

901540 GC Initial™ LiSi Press, LT-A3, 3 g x 5

901543 GC Initial™ LiSi Press, LT-B1, 3 g x 5

901544 GC Initial™ LiSi Press, LT-B2, 3 g x 5

901545 GC Initial™ LiSi Press, LT-C1, 3 g x 5

901546 GC Initial™ LiSi Press, LT-C2, 3 g x 5

901547 GC Initial™ LiSi Press, LT-D2, 3 g x 5

GC InitialTM LiSi Press balení



GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark

Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven

Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.02.14

info.gce@gc.dental

www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic

V Olπinách 82

CZ - 100 00 Prague 10

Tel. +420.274.771.965

Fax. +420.274.771.965

info.czech@gc.dental

www.eeo.gceurope.com

z 
L 

LF
 C

Z
 7

 0
7/

20
19


